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1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen voriaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemafc Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieRlich dieses Deckblatts. 

AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
undfoder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undtoder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 5 Blatter. 



3. . Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I E3 Grundlage des Bescheids 

II □ Prioritat 

HI □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefOhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beige fugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 1 7))\ 

Beschreibung, Seiten 

1-14 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-22 eingegangen am 1 1 .1 1 .2004 mit Schreiben vom 09.1 1 .2004 

Zeichnungen, Blatter 

1/2-2/2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern * 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/bder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


7-9,11-15 




Nein: 


Anspruche 


1-6,10,16-22 


Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 


7-9,11-15 




Nein: 


Anspruche 


1-6,10,16-22 


Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 


Ja: 


Anspruche: 


1-22 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 

Es wird auf die folgenden Ddkumente verwiesen: 

D1 : US-A-5 944 964 (POND BRADLEY JAMES ET AL) 
D2: US-A-5 705 277 (BERNARD CLAUDE ET AL) 



1 Neuheit und Erfinderische Tatigkeit 

Dokument D1 offenbart ( siehe Spalte 9, Z. 44 - Spalte 10, Z. 26 ) ein Glassubstrat mit 
mindestens einer Funktionsschicht die mindestens durch eine Zwischenschicht von 1-2 
nm unterbrochen wird um die Morphologie zu beeinflussen. 

Weiterhin offenbart D1 ( Spalte 8, Z.43- Spalte 9, Zeile 43 und Spalte 14, Zeile 26- 
Spalte 15, Zeile 4 ) eine Beeinflussung der Morphologie der Funktionsschicht wahrend 
des Beschichtungprozesses . 

Im Beispiele 1-5 von D1 wird diese Beeinflussung und die damit bewirkte Erhohung des 
Reflexionsgrades beschrieben. 

Die vorliegende Anmeldung erfullt sornit nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT , 
weil der Gegenstand der Anspruche 1-6,10 und 16-22 im Sinne von Artikel 33(2) PCT 
nicht neu ist. 

Die Saulenstruktur in mittels Magnetronsputterverfahren aufgebrachten Chrom- 
Beschichtungen wird in D2 beschrieben in Spalte 2 , Zeilen 13-49 und Beispiel 4. 
Eine Unterbrechung dieser Saulenstruktur wird aber im Stand der Technik nicht 
offenbart. 

Die in Anspruch 7 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht deshalb auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

Die Anspruche 8,9 und 11-15 sind vom Anspruch 7 abhangig und erfullen damit 
ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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Patent an spruche 

1. Verfahren zum Beschichten eines Substrates (1) mit. . 
mindestens einer Funktionsschicht (2)-, umfassend 

a) das Bereitstellen des Substrates (1) und des 
Schichtausgangsmaterials in einem Vakuumsystem (5) und 

b) das Beschichten des Substrates (1) mit einer 
Funktionsschicht (2) mittels Sputtern des 
Schichtausgangsmaterials dadurch gekennzeichnet , dass 
bl) das Sputtern des Schichtausgangsmaterials zum 
Beschichten des Substrates (1) mit einer Funktionsschicht 
(2) zumindest einmal unterbrochen wird und eine von der 
Funktionsschicht verschiedene Zwischenschicht (4) erzeugt 
wird, deren Dicke < 20 nm betragt, 

b2) das Sputtern des Schichtausgangsmaterials nach der 
Unterbrechung fortgesetzt wird 

wobei eine Erhohung des Transmissionsgrades und/oder 
Reflexionsgrades der Funktionsschicht bewirkt wird. 

2. .Verfahren zum Beschichten eines Substrates (1) nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Beschichten 
des Substrates (1) mit einer Funktionsschicht (2) mittels 
Magnetron-Sputtern des Schichtausgangsmaterials 
aufgebracht .wird, 

3. Verfahren zum Beschichten eines Substrates (1) nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Funktionsschicht mittels eines Magnet ron-Sputterverf ahren 
mit einer Sputteranlage die eine Vakuumkammer aufweist, in 
der sich ein trommelhaltiger Substrathalter und an. den 
Wandungen der Vakuumskammer Targets aus den 
Schichtausgangsmaterialien befinden, aufgebracht wird. 

A. Verfahren zum Beschichten eines Substrates (l)'nach 
einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet," dass mehrere Funktionsschichten (2), 
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insbesondere als Wechselschichtsystem aus 
nierigbrechenden Funktionsschichten (2) lind 
hochbrechenden Funktionsschichten (2) aufgebracht we'rden . 

5. Verfahren zum Beschichten eines Substrates (1) nach 
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet , dass die 
niedrigbrechenden Funktionsschichten (2) durch Sputtern 
von" hochbrechende Zwischenschichten (4) und/oder die 
hochbrechenden Funktionsschichten (2) durch Sputtern von 
niedrigbrechenden Zwischenschichten (4 ) unterbrochen 
werden, wobei die Zwischenschichten unter einer Dicke 
bleiben, bei der sie optisch wirksam werden, vorzugsweise 
< 10 nm. 

6. Verfahren zum Beschichten eines Substrates (1) nach 
Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , dass die 
niedrigbrechenden Funktionsschichten (2) und die 
niedrigbrechende Zwischenschichten (4) durch Sputtern von 
Silizium in einer reaktiven Atmosphare aus Si0 2 bestehen 
und die hochbrechenden Funktionsschichten (2) und die 
hochbrechende Zwischenschichten (4) durch Sputtern von 
Zirkon in einer reaktiven Atmosphare aus Zr02 bestehen. 

7. Verfahren zum Beschichten eines Substrates " (1 ) nach 
einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
als Funktionsschicht (2) durch Sputtern eines Metalles 
eine reine Metallschicht aufgebracht wird. 

8. Verfahren zum Beschichten eines Substrates (1) nach 
Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet, dass die 
Unterbrechung des Sputterns der Funktionsschicht (2) 
durch die Einkopplung eines sauerstof f reichen 
Mikrowellenplasma in die Vakuumkammer erfolgt, wobei. -eine 
Zwischenschicht (4) aus Metalloxid durch Oxidation der 
Oberflache der bisher auf gewachsenen Funktionsschicht (2) 
aus Metall entsteht . 



GEAENDERTES BLATT 



03SGL0303WOP 



3 



EP0310222 



9. Verfahren zum Beschichten eines Substrates (1) mit 
einer Funktionsschicht (2) nach Anspruch 8 f dadurch 
gekennzeichnet, dass die Funktionsschicht (2) mittels 
Sputtern von Chrom aufgebracht wird. 

10. Verfahren zum Beschichten eines Substrates' (lj. nach 
einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet , dass die Substrate (1) auf einer Trommel 
(7) , die sich innerhalb der Vakuumkammer befindet, an 
Targets (10, 11, 12) mit den Schichtausgangsmaterialien 
und einer Sauerstoff quelle (8) vorbei rotieren. 

11. Beschichtetes Substrat (1) mit mindestens einer 
Funktionsschicht (2) aus einem Metall, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Funktionsschicht (2) mindestens 
eine sie unterbrechende Zwischenschicht (4) aus einem 

• Metalloxid aufweist, deren Dicke < 10 nm betragt . 

12. Beschichtetes Substrat (1) nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Funktionsschicht (2) eine 
Chromschicht ist. 

13. Beschichtetes Substrat (1) nach einem der Anspruche 11 
und 12, dadurch gekennzeichnet, dass die unterbrechende 
Zwischenschicht (4) aus einem Metalloxid eine 
Chromoxidschicht ist. 

14; Beschichtetes Substrat CI), nach einem der Anspruche 
11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass dieses 
"herstellbaf mit einem Verfahren gemaft der Anspruche 7 bis 
10 ist. 
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15. Beschichtetes Substrat, nach einem der Anspruche 11 
bis 14, gekennzeichnet durch seine Verwendung als . 
Substrat fur lithograf ische Prozesse. 

16. Beschichtetes Substrat (1) mit mindestens einer 
optischen Funktionsschicht (2) aus einem Metalloxid, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Funktionsschicht (2) 
mindestens eine sie unterbrechende Zwischenschicht (4) 
aus einem" Metalloxid aufweist, die unter einer Dicke 
bleibt, bei welcher diese optisch wirksam ist. 

17. Beschichtetes Substrat (1) nach Anspruch 16,. dadurch 
gekennzeichnet, dass es ein Wechselschichtsystem aus 
hoch- und niedrigbrechenden Funktionsschichten umfasst. 

18. Beschichtetes Substrat (1) nach Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnet, dass die. niedrigbrechende 
Funktionsschicht (2) aus Si0 2 und die hochbrechende 

. Funktionsschicht (2) aus Zr0 2 besteht. 

19. Beschichtetes Substrat (1) nach Anspruch 18/ dadurch 
gekennzeichnet, dass die unterbrechende Zwischenschicht 
(4) aus einem Metalloxid in einer hochbrechenden 
Funktionsschicht (2) aus Zr0 2 eine niedrigbrechende 
Zwischenschicht (4) aus Si0 2 ist und die unterbrechende 
Zwischenschicht (4) aus einem Metalloxid in einer 

.niedrigbrechenden Funktionsschicht (2). aus Si0 2 eine 
hochbrechende Zwischenschicht (4) aus Zr0 2 ist. 

20. Beschichtetes Substrat (1), nach einem der Anspruche 
16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass dieses 
herstellbar mit einem Verfahren gemafi der Anspruche 4 bis 
6 ist. 
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21. Beschichtetes Substrat, nach einem der Anspriiche 16 
bis 20, gekennzeichnet -durch seine Verwendung als 
optisches Element. 

22. Beschichtetes Substrat, nach Anspruch 21, 
gekennzeichnet durch seine Verwendung als Farbfilter. 

23. 
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